


我们的核心观念；互信互惠：

  科毅科技文化的建立与形成是具体化、逐步演绎的过程，且必须具备互
信互惠的四项核心价值观，分别为：「热情务本、创新卓越、精进纪律、执
行效率」的四项精神，这是科毅科技的所有人员都必须具备的工作态度与价
值观，以及做事的方式和原则。

惠服务与品质政策：

  设有 class 1000 等级无尘室，使设备有更好的测试环境以提供国内外
厂商客户更精密良好的光电设备及环境实验制程测试。

设备应用范围：

  科毅科技的黄光设备产品可用于半导体先进封装、主被动元件、光电
显示器、背光模组(仁)上，也可用于其他目前亦相当受到重视的太阳能电
池、LED等产品的制程。

关于科毅科技关于科毅科技
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图3．机台展示区

科毅科技介绍科毅科技介绍

图1．厂房外观

图2．M&R专业实验室

图4．专业研发团队 图5．机台组装区

图6．多道测试程序

图7． MIT机台

图8．完善的教育训练



主要营业项目主要营业项目

旋转涂胶机/喷涂器
(Spin Coater/Spray Coater)

UV LED 光刻机
(UV LED Mask Aligner)

其他介绍
(Other Introduction)

清洗机/显影机（蚀刻机）
(Wet Bench)

自动/半自动/手动光罩对准光刻机
(Auto/Semi/Manual Mask Aligner)

迷你微影整合方案
(Mini-photolithography total solution)

制程代工服务
(Process service)

手套箱/电镀机
(Glovebox/Plating machine)

显微镜
(Microscope)

无光罩（掩模）激光直写光刻机
(Maskless Laser Direct Imaging System)

晶圆旋干机/热氮吹干机
(Spin Dryer/Hot N2 Dryer)

清洗机/显影机
(Spin wash/Developer)

玻璃/菲林光掩膜/化学药液
(Glass/Film Photomask/Chemical)

机械手臂牙叉
(Fork)

热板
(Hot Plate)

无尘烘箱
(Oven)

助黏剂真空烘箱
(HMDS Oven)

清洗机/显影机/蚀刻机
(Conveyor)

步进机
(Nikon Stepper/Ultratech Stepper)

相关二手设备：黄光/镀膜/维修翻新
(Equipment Refurbishment)



产品介绍产品介绍

晶圆清洗     晶圆清洗机

光刻胶涂布     勻胶机

软烘烤     热板，烘箱

对准及曝光        光刻机，无掩模激光直写光刻机

显影         显影机

图案检视

硬烘烤       烘箱

蚀刻     蚀刻机

光刻胶涂布光刻胶涂布

显影显影

蚀刻蚀刻

曝光曝光

清洗清洗



8吋〜12吋LED光刻机 双面对准单面光刻机8吋~12吋光刻机
全自动光罩对准光刻机 快速（双轨/四轨）光刻机

产品图片产品图片

晶圆清洗（显影）机 蓝膜清洗机

两段式旋涂仪 桌上型 - 可程式旋涂仪（洗边功能） 落地型 - 可程式旋涂仪 半自动旋涂仪

显影机 蚀刻机&去光阻机 清洗机 UV清洗改质机



光阻涂布 曝光 显影 蚀刻清洗

晶圆清洗（显影）机/蓝膜清洗机晶圆清洗（显影）机/蓝膜清洗机

MODEL:SWT(手动-桌上型)
W 400mm x D 450mm x H 420mm

MODEL:SWA(自动-落地型)
L 1175mm x D 700mm x H 1100mm

设备概要：适用尺寸：2” -6” 晶圆基材。

基本规格：

- 外观材质：P.P以上耐异丙醇，

  丙酮溶济材质。

- 吸盘：1组。

- 喷嘴：3（异丙醇X1，丙酮X 1，空喷嘴X1）。

- 排风系统。

- 排废液系统。

- 马达：AC伺服马达（转速：10-6000 RPM）。

- 固定式喷嘴：1（N2）。

- 开盖方式：手动上掀式。

- 喷嘴头采塑胶材质，耐ACE。

- 排放口滤网设计。

- 压力桶设置低水位传感器，自动补液。

- 喷嘴上方设计安全装置，避免入员任意调整。

- 设定安全装置，生产中开盖会自动停止。

设备概要：适用尺寸：2” -12” 晶圆基材。

基本规格：

- 外观材质：本体以SUS 304亮面板材质组合而成。

- 设备骨架：铝挤型骨架组合，结构强固。

- 盆罩：SUS 304亮面钢板杯盆罩结构。

- 盆罩掀盖：气缸传动，盆盖未闭合无法旋转作动。

- 吸盘：铝制吸盘阳极硬化处理，具抗酸碱功能，

        吸盘表面平坦。

- 作业视窗：采透明PVC或玻璃材质，掌握作业情况

- 排风系统：直接式抽风设计，并同时减低异味。

- 排液系统。

- 马达：交流电机（转速：30〜1800RPM）。

- 摆臂：直径摆动交流电机。

- 机台安全保护。

电控系统：

- 软体：PLC可程式自动化控制器。

- 使用操作介面：人机。

- 配方模组：6组配方设定。

- 段数设定：每一配方模组均设7段段数，

            可设定加速度及时间控制。

- 密码设定：可依权限设定密码保护。



光阻涂布清洗 曝光 显影 蚀刻

两段式匀胶机/手动喷涂机两段式匀胶机/手动喷涂机

MODEL:
AGS-1006T~AGS-1012T
桌上型 - 可程式匀胶机

MODEL:AGS-1012A
落地型 - 可程式匀胶机

MODEL:AGS-0206S

MODEL:AGS-0206B

设备概要：

适用尺寸：破片〜6” 晶圆基材。

基本规格：

-外观材质：PP。

-操作盆罩：不锈钢制，直径22毫米。

-旋转马达：直流无刷马达。

-回转时间设定：LED直接显示，可

               设定秒及分之切换。

-控制面板：按键旋钮式。

-电源：单相110V，10A。

-转速：300〜6000 RPM。

-标准配件：1/2”、1”、2”、4”、

            6”分离式吸盘一组。

-真空帮浦一组。

设备概要：适用尺寸：2” 〜12” 晶圆基材。

基本规格：

   - 外观材质：PP板组合焊接而成，可以耐酸碱侵蚀。

   - 操作盆罩：SUS制，圆盆型设计。

   - 盆罩掀盖：分离式透明PVC上盖。

   - 吸盘规格：一组铝制吸盘精密研模阳极保护。

   - 操作，入料方式：手动直接输入，手动给料。

   - 液体种类：光刻胶，溶剂。

   - 马达：AC伺服电机(转速：10〜6000 RPM)。

   - 含真空帮浦(附PP防尘外罩)。

   - 真空渗液保护：有，间接式防护设计。

   - 真空简检知：有(可数位设计真空值kpa下限保护)。

   - 保护制御：有一本装置的全部状态，异常检出。

电控系统：

   - 软体：PLC。

   - 操控方式：彩色触控人机系统，主轴转速曲线图。

   - 配方模组与段数设定：100组配方，每配方30段段数。

选配功能：1.光阻自动供料系统、2.自动供料摆臂、

          3.热板(HOT PLATE)、4.洗边装置(EBR)、

          5.背洗装置(BSR)、6.废液回收桶装置。



蚀刻显影曝光光阻涂布清洗

半自动旋转涂胶机（可规划1/2/3/4头喷涂机）半自动旋转涂胶机（可规划1/2/3/4头喷涂机）

MODEL:AGS-01A~AGS-04A
操作程序：人工置放对位中心转盘上->启动->真空吸附->基板吸附于转盘上

         ->旋转开启->低转速->中转速->高转速->旋转停止->破真空->人工取件。

设备概要：

   应用范围：适用基板尺寸：2“-6”圆形晶圆基材。

   基本规格： - 外观材质：本体以SUS 304亮面板材质组合而成。

              - 设备骨架：烤漆骨架组合，结构坚固。

              - 盆罩：PP制杯三件式盆罩结构。

              - 吸盘：铝制吸盘阳极硬化处理，具抗酸碱功能，吸盘表面平坦。

              - 排风系统：三件式盆罩间接式抽风设计，有效稳定空气扰流，

                          并同时减低异味可避免背面光阻残留。

              - 排液系统。

              - 马达：AC伺服电机（转速：10〜6000 RPM）。

              - 真空帮浦：无油式中型真空压力泵浦。

              - 机台安全保护。

    电控系统：- 软体：PLC可程式自动化控制器。

              - 使用操作介面：彩色触摸屏，PLC介面整合HMI。

              - 配方模组与段数设定：100组配方，每一配方模组均可设30段段数。

              - 密码设定：可依权限设定密码保护。

选配功能：1.光阻自动供料系统、2.自动供料摆臂、3.热板（HOT PLATE）

          4.洗边装置（EBR）、5.背洗装置（BSR）、6.废液回收桶装置。 



手臂移载式勻胶机（显影机）手臂移载式勻胶机（显影机）

轨道移载式勻胶机（显影机）轨道移载式勻胶机（显影机）



MODEL:AG-HP2S(200 x 200mm)
W 200mm x D 200mm x H 170mm
电热：750W
可设定定时加热0〜99hr59min

MODEL:AG-HP3S(300 x 300mm)
W 300mm x D 300mm x H 170mm
电热：1500W
可设定定时加热0〜99hr59min

热板热板

清洗 光阻涂布 曝光 显影 蚀刻

设备概要：

    分辨率：0.1℃

    电源：220V

    温度范围：室温〜350℃

    温控器：PID

    过温警报峰鸣警示灯

    过温断电警示灯

    定时与加热警示灯

    温度控制准确

     定时加热断电

    温度偏差补正

    加热功率调整

    过温警报装置

    蜂鸣开关

    板面均温性在100℃为±2℃

    附出厂报告



设备概要：

-材质：外部采用SECC钢板、精粉体烤漆处理;

       内部采用SUS不锈钢。

-马达：全新耐高温长轴马达。

-风轮：强力型多翼式风轮。

-迫紧：矽胶紧紧（Sillcon包装）。

-超温保护：独立超温保护器、

           自我诊断功能、过载自动断电系统。

-循环方式：强制水平送风循环，特殊风路设计，

            加热温度均匀。

   加热方式：PID + SSR。

   温度范围：RT（室温）+ 20℃〜260℃。

   温控器：PID微电脑控制，

           PV / SV同时显示按键设定;

           温到计时，时间到切断加热电流。

   置物板材质为SUS不锈钢，

   分为条型和圆孔型，标准配备为条型。

   可订制附强化玻璃视窗之机型，

   便于观察箱内物品

精密型/高温型热风循环烘箱精密型/高温型热风循环烘箱

型号 內部尺寸 外部尺寸 温度范围 电压

型号
內部尺寸 外部尺寸 温度范围 电压

设备概要：

-材质：外部采用SECC钢板、

       精粉体烤漆处理、

       内部采用SUS不锈钢。

-马达：传动式连接型马达。

-风轮：涡轮风扇。

-纤维迫紧：耐高温纤维。

-超温保护：独立超温保护器、

           自我诊断功能、

           超负载自动断电系统。

-循环方式：强制水平送风循环，

           特殊风路设计，

           加热温度均匀。

-加热方式：PID + SSR。

-温度范围：RT（室温）+ 20℃〜450℃。

-温控器：PID微电脑控制，

         PV / SV同时显示按键设定;

         温度计时，时间到切断加热电流。

-以上机型也可订制为300℃。



型号 內部尺寸 外部尺寸 温度范围 电压

真空烘箱真空烘箱

清洗 光阻涂布 曝光 显影 蚀刻

设备概要：

    内部材质：内部采用SUS不锈钢

    外部材质：外部采用SECC钢板，精粉体烤漆处理

    循环方式：热幅射及自然对流

    温度范围：50℃〜200℃

    真空度：

（1）耐真空度高，可达5 * 10-3Torr

（2）抽气阀及进气阀采用球阀，使用方便，紧密性高

（3）强化玻璃视窗，便于观察箱内情况

（4）操作手续简便，温度均匀度佳。



助黏剂真空烘箱助黏剂真空烘箱

MODEL:AG-HMDS

设备概要：

    金属材质：S304

    内膛尺寸：W 36吋x H 36吋x D 28吋

    内膛其他要求：

        内附三格置物架（适用于680mmx 880mm玻璃基板）

    控温范围：80-160℃

    精度：±5℃

    使用温度：150℃

    电源：单相220V

    门的要求：有坚固的锁紧装置，密封性好，关上门后不漏气。

    时间控制要求：在放进产品后温度升到设定温度刚马上计时，

                 时间到后声光警报，同时把加热器关闭，有关

                 闭声光警报后位开关。

    计时器要求：计时范围0-999分钟，能看到设定值及实际值，为单独的计时器。

    控制要求：停止加温采用启动按钮加停止按钮的方式，不设总电源，

             温控方式为P I D调节方式，当计时开始后，

             如温度有超出误差范围时，则加热立即停止，

             同时声光警报告知为温度异常，警报可被复位。



清洗 光阻涂布 曝光 显影 蚀刻

应用范围:半导体(Semiconductor)、微机电(MEMS)
    被动元件(Passive Component)、触控面板(Touch Panel)
    显示屏(Display Panel)、发光二极体(LED)

8吋~12吋LED光刻机
MODEL:AG2000-12N-D-S-M-V

8吋~12吋光刻机
MODEL:AG1000-8N-D-S-M-H

双面对准单面光刻机（背面红外/可见）
MODEL：AG1000-4D-D-R（V）-M-V

双面光刻机
MODEL：AG350-4N-D-D-M-H

手動光刻機手動光刻機
工业4.0 

read
y

   大
数据收集

优点：

专利平整校正机构

高精度

人性化操作介面

依制程需求模组客制化

可选配双面对准制程：

红外光对准

背面可见

（背面CCD /显微镜对准）



简易型光刻机
MODEL:AG350-6N-R-U

AutoDose光刻机
MODEL:AG500-6N-N-A-M-V

复合型步进光刻机
MODEL:AG500-4N-N-A-M-H

应用范围:半导体(Semiconductor)、微机电(MEMS)
    被动元件(Passive Component)、触控面板(Touch Panel)
    显示屏(Display Panel)、发光二极体(LED)、

工业4.0 
read

y

   大
数据收集手动光刻机手动光刻机

优点：
专利平整校正机构/高精度/人性化操作介面/依制程需求模组客制化

可选配双面对准制程：
背面IR（红外光对准）/背面可见（背面CCD /显微镜对准）



清洗 光阻涂布 曝光 显影 蚀刻

应用范围:半导体(Semiconductor)
         微机电(MEMS)
         被动元件(Passive Component)
         触控面板(Touch Panel)
         显示面板(Display Panel)
         光二极体(LED)
         
       

工业4.0 
read

y

   大
数据收集

半自动光刻机半自动光刻机

半自动光罩对准光刻机
MODEL:AG500-6N-D-S-S-V



工业4.0 
read

y

   大
数据收集全自动光刻机全自动光刻机

3DIC 全自动双面对准光刻机
MODEL:AG5000-12N-D-R-A-V

全自动光罩对准光刻机
MODEL:AG1000-6N-D-S-A-V

应用范围:半导体(Semiconductor)
         微机电(MEMS)
         被动元件(Passive Component)
         触控面板(Touch Panel)
         显示面板(Display Panel)
         光二极体(LED)
         
       



清洗 光阻涂布 曝光 显影 蚀刻

Exposure light source : 3.5KW、5KW、8KW、10KW
Substrate Size up to 730mm ×920mm，并适用于各式基板（玻璃/薄膜...等)
Uniformity : ≦5%
Alignment Accuracy : ≦5um
Throughput : ≧2.5pnl/min.

应用范围:触控面板(Touch Panel)
         显示面板(Display Panel)
      柔性电路板(Flexible Print Circuit)
         
         

       

工业4.0 
read

y

   大
数据收集

FPD / TP专用半自动光刻机FPD / TP专用半自动光刻机

FPD / TP专用半自动光刻机
  MODEL:AG05K-G30-ST-D



快速（双轨/四轨）曝光机
MODEL:AG05K-14N-DT-F

应用范围:半导体(Semiconductor)、微机电(MEMS)
    被动元件(Passive Component)、触控面板(Touch Panel)
    显示屏(Display Panel)、发光二极体(LED)

工业4.0 
read

y

   大
数据收集

快速（双轨/四轨）光刻机快速（双轨/四轨）光刻机

高产量



清洗 光阻涂布 曝光 显影 蚀刻

快速（单轨）光刻机
MODEL:AG10H-06S-ST-D

应用范围:半导体(Semiconductor)、微机电(MEMS)
    被动元件(Passive Component)、触控面板(Touch Panel)
    显示屏(Display Panel)、发光二极体(LED)

快速（单轨）光刻机快速（单轨）光刻机
工业4.0 

read
y

   大
数据收集

高产量



光源类型:LED、HID、汞灯、卤素灯
Exposure area up to 1200mm
应用范围:紫外固化．干燥．接着设备

适用基板尺寸: up to 4” 圓型基版

LED波长: 365/405nm

制程更好
体积更小
寿命更长
耗电更少
曝光量精准
省去暖机时间
环境温度降低

   

应用范围: 半导体(Semiconductor)、微积电(MEMS)

          被动元件(Passive component)、触控面板(Touch Panel)

          显示屏(Display Panel)、发光二极体(LED)

          生物医学微通道(Biomedical micro-channel)

              



清洗 光阻涂布 曝光 显影 蚀刻

无光罩(掩模)激光直写光刻机无光罩(掩模)激光直写光刻机

无光罩激光直写光刻机
MODEL:AGLDW-X8 system

无光罩激光直写光刻机
MODEL:AGMLL-CS500 / C900

应用范围: 
    MEMS, Mask, IC, 
    Bio-Chip, 3D, Micro-sensor

         
         

       



在模糊肉眼难以辨识的下，
依然能够完成精密对位任务



清洗 光阻涂布 曝光 显影 蚀刻

显影机/蚀刻机(DEVELOPER/ETCHER)显影机/蚀刻机(DEVELOPER/ETCHER)

MODEL:AGWM（手动） MODEL:AGWS（半自动） MODEL:AGWA（全自动）

设备概要：

      主体材质：美制PP板或SUS 304。

      工作槽：客制。

      电控程式：PAC或PLC或PC。

      操作介面：触控面版及按钮。

      管路系统：位于机台后方。

      排风：位于机台上方。

      工作照明：上方防酸型照明。

      机台底部：有废气排放及漏酸感应器。

      机台支脚：具滑轮装置及固定装置，

                     并具有高低调整及锁定功能。

      门型：透明PVC两片室外门，

                  以便隔离酸气保护操作者。

      DI / N2枪：置于机台两侧。

      警示灯：三色信号警示灯一组。

      其他：机械手臂，振荡机构，超音波。

其他机台型式：Lift Off 蚀刻机
              ITO蚀刻机
         高温蚀刻机



晶片吹干机晶片吹干机

MODEL:AGH-1300S-单槽
W 474mm x D 370mm x H 938mm

MODEL:AGH-1300D-双槽
W 720mm x D 520mm x H 1660mm

设备概要：

      处理方式：手动操作。

      电控系统：PLC。

      外壳：美制PP板10mmT制。

      管路系统：位于机器后方。

      排风：位于机器后方。

      机台支脚：具滑轮及固定装置。

      门型式：采上掀式 。

               <可左、右、上开>。

      入料方式：手动操作。

      液体种类：IPA。

      气体种类：N2。

      温度：80+ 5℃ <出口温度>。

优点：

      产品优点：体积小，不占空间。

      晶片吹干时间短 (约5分钟)。

      晶片吹干后无残留水痕。

      吹破片机率极低。

      晶片不完整也可吹干。

        操作简单方便。

安全保护装置：

   漏电断路保护装置。

   HEATER过温保护。



清洗 光阻涂布 曝光 显影 蚀刻

机台特点：  
   水平输送       表面均匀处理
   自动控制       高制程能力
   干燥           省电、省水

水平式(枚页式)高速显影 / 蚀刻 / 去光阻 / 清洗机水平式(枚页式)高速显影 / 蚀刻 / 去光阻 / 清洗机

  显影机
MODEL:AGCD

蚀刻机&去光阻机
  MODEL:AGCE

  清洗机
MODEL:AGCC

应用范围                                 适用尺寸

触控面板Touch Panel
显示屏 Display Panel

发光二极体LED 半导体Semiconductor
微机电MEMS 被动元件Passive Component



UV清洗改质机
MODEL:AGCC-UV

应用范围：
   光清洗：工作表面清洁(助于增加光阻与工作表面的附着性)
   光改质：针对部份材料可增加色彩饱和度
   分解碳氢化合物
   杀菌功能
   除油功能

光源波段：UV-C(185nm & 254nm)

有效照射范围：100mm~2400mm

UV清洗改质机UV清洗改质机

UV改质机
MODEL:AG-UV



光罩制作 光罩特性

光罩包含:Main Mask - 母片
     Re-produce Mask - 子片

光罩尺寸: 4”、5”、6”、7”、9”、18”、24”
        並提供 4”、5”、6”、7 ”复制子片服务

光罩样式: Soda Lime, Fused Silica, 
 Mylar Film, Quartz, Emulsion

光罩(Photo Mask)光罩(Photo Mask)

化学药品化学药品



CAM转换CAM转换

「租借专业黄光无尘室」与「制程代工服务」

CAD设计CAD设计

制作制作

清洗清洗

检验检验

出货出货



机械手臂牙叉机械手臂牙叉

高强度

超薄

高平整性客制化

高真空度

特殊型客制化FORK

「精密零组件」． 「专业设计、制作、研发」

应用范围：可用于各式机械手臂传输设备
尺寸：2〞~12〞长方型
材质：铝
特色：
    Fork全圆角设计
    超薄设计：1.8~3 mm
    微流道设计：薄晶圆专用型
    流道设计：陶瓷基板专用型

    吸口设计：
                
     
    特殊处理：
                

单点、多点式

平坦、凸起式

硬阳

铁氟龙

2吋加强吸力FORK

2吋突起式FORK

12吋真空笔

4、6吋三点式FORK

8、12吋复合材质FORK(内嵌PEEK薄板)

12吋FORK



尺寸小、轻巧、易安装

价格具竞争力

少量多样

绿能科技

减少光罩制作成本

Mask: 4吋

Substrate: 0.5吋以下(含破片)





电镀机电镀机

手套箱GLOVEBOX手套箱GLOVEBOX

显微镜及附属零件MICROSCOPE显微镜及附属零件MICROSCOPE

原厂替代品及零件供应原厂替代品及零件供应

 WFP-V4-2
晶圆电镀机

    WFP-F3-6
涌泉式晶圆电镀机

金相显微镜 视频显微镜

显微镜相关附件:

目镜
物镜
光源
移动平台

欢迎来电咨询
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